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1. Комбіновані ефекти, що впливають на швидкість ерозії поверхні при опроміненні іонними пучками
середніх енергій

2. Combined effects influencing the erosion rate of the surface exposed to the medium energy ion beams

Реферат:
1. В роботі розглянуто розпилення поверхні в умовах, характерних для пристіночної плазми в установках з
магнітним утриманням, а також вакуумно-плазмових технологічних установках. Досліджено процеси на
поверхні вольфраму при опроміненні іонами D та C як за кімнатної, так і за підвищених температур до 1600
К. Особливу увагу приділено утворенню та подальшій динаміці змішаної поверхні, яка безпосередньо
контактує із потоком частинок. Показано, що змішана поверхня безпосередньо впливає на швидкість
розпилення чи осадження покриття. Розглянуто вплив температурних ефектів на динаміку змішаної
поверхні за рахунок ре-емісії дейтерію, радіаційно-підсиленої сублімації атомів вуглецю, а також хімічного
розпилення шляхом утворення молекул метану. Досліджено взаємодію газових та твердотільних іонів із
двовимірною періодичною мікроструктурованою поверхнею. На базі порівняння експериментальних даних
та результатів моделювання було досліджено вплив розміру шорсткості на параметри взаємодії іонів з
поверхнею. В межах роботи також досліджено взаємодію іонних пучків С, а також іонів D та C із шорсткою



поверхнею вольфраму. Окрему увагу приділено ерозії вольфраму під дією інтенсивного іонного пучка та
послідовному впливу стаціонарного опромінення та імпульсного навантаження.

2. Present manuscript discusses the sputtering of the surface under the conditions typical for near-wall plasma in
fusion devices with magnetic confinement and for plasma technological applications. The processes on the
tungsten surface exposed to ions of C and D are investigated at surface temperature ranging from room
temperature and up to 1600 K. Particularly, the formation and modification of mixed surface exposed to the ion
flux is studied in detail. It has been shown that mixed surface significantly affects the sputtering and deposition
rate. The influence of the temperature effects on the mixed surface involving the deuterium re-emission,
radiation-enhanced sublimation and chemical effects are discussed. The interaction of gaseous and solid-state
ions with two-dimensional periodical micro-structured surface is studied. Basing on the comparison of
experimental and simulation results, the influence of the roughness on the parameters of ion-surface interactions
is investigated. In the frameworks of the present dissertation, the bombardment of rough tungsten surface with C
ions and simultaneous bombardment with C and D ions is investigated. Particular attention is paid to erosion of
tungsten exposed to intense ion beams and combined influence of steady-state and pulse loads
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